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,Krzemki niklu na powierzchni Si (111) modyfikowapnetotem”

Krzemki metali maj liczne zastosowania w elementach elektronicznyphrtgch na technologii
krzemowej [1] | precyzyjna kontrola ich wytwarzameaz znajom& wiasciwosci map kluczowe znaczenie
dla zwikszenia wydajnei tych uradzen. Krzemki niklu, ze wzgidu na nisk temperatug formacji
i mniejszy op6r ni krzemki innych metali [2], & uwazane za najbardziej obieauaych kandydatéw
do wykorzystania w zaawansowanych nanometrowychntdogiach. Jednak, z powodu ich zimnej
natury, wytwarzanie czystych, upadkowanych krzemkoéw na krzemowych krystalicznych tppach
stanowi wyzwanie technologiczne i naukowe. Wiadorm,warstwa niklu na podio Si(111) podczas
wygrzewania w temperaturach od 200 do 700° C parzitprzez kolejne fazy: hsi, NiSi, NiSp [3]. Kazda
z tych faz ma ing struktue krystaliczry i inne wiaciwosci elektryczne.

Ostatnie prace [4, 5] pokazate dodatek do warstwy epitaksjalnej krzemku nikluahezlachetnych,
takich jak ztoto, platyna czy srebro, agodrastycznie wphyut na morfologe powierzchni krzemkéw. Srebro
I platyna utatwiag dyfundowanie niklu w ghb sieci krystalicznej krzemu i magmie¢ takze znaczenie
w obnizeniu temperatury wytwarzania krzemkow.

W referacie zostanprzedstawione wyniki badaanalizy stanu chemicznego i struktury powierzchni
Si(111)—-(6x6)Au modyfikowanej poprzez nanoszenienoadomowych warstw Ni i wygrzewanie w ultra-
wysokiej préni. Wyniki pomiaréw wskazuaj, ze niewielka il@¢ ztota na powierzchni krzemu utatwia dyfeizj
atomow niklu w sié krystaliczr krzemu i radykalnie zmniejsza temperattormacji krzemkow niklu, ado
250 °C.

Badania byty prowadzone przyyciu spektroskopii fotoelektronéw wzbudzanych premowaniem
rentgenowskim (XPS) i dyfrakcji niskoenergetyczngbbktrondéw (LEED).
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